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(57)【要約】
【課題】色変換層表面に透明保護層を形成する際と、有
機ＥＬ素子を搭載した有機ＥＬ素子基板と貼り合せる際
とに、色変換層の特性に悪影響を及ぼすことなく、高精
度なパターンを低コストで得ることができる色変換フィ
ルタ基板の製造方法を提供すること。
【解決手段】透明基板１０上に、少なくとも２種類のカ
ラーフィルタ層３０と、画素ごとに区画するようにバン
ク層５を形成し、さらに色変換層材料を含むインクを塗
布して色変換層２０を形成し、該色変換層２０上に可視
光域で透明な高分子材料を含むインクを塗布して前記色
変換層２０の保護層１５とする工程を有する色変換フィ
ルタ基板の製造方法において、前記色変換層材料を含む
インクの溶媒が非極性溶媒であり、前記可視光域で透明
な高分子材料を含むインクの溶媒が極性溶媒である色変
換フィルタ基板の製造方法とする。
【選択図】　　　　図１
【包括委任状番号】　　　０７０４８８５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
透明基板上に、所定の波長域の光を透過する少なくとも２種類のカラーフィルタ層を形成
後、該カラーフィルタ層上に画素ごとに区画するようにバンク層を形成し、該バンク層に
よって区画される領域上に、所定の波長の光を吸収し、吸収した光と異なる波長を含む蛍
光を出力する色変換層材料を含むインクを塗布して色変換層を形成し、該色変換層上に可
視光域で透明な高分子材料を含むインクを塗布して前記色変換層の保護層を形成する工程
を有する色変換フィルタ基板の製造方法において、前記色変換層材料を含むインクの溶媒
が非極性溶媒であり、前記可視光域で透明な高分子材料を含むインクの溶媒が極性溶媒で
あることを特徴とする色変換フィルタ基板の製造方法。
【請求項２】
前記色変換層材料を含むインクの溶媒の、前記色変換層材料に対する溶解度パラメータが
１０（ｃａｌ／ｃｍ3）1/2未満であり、さらに前記可視光域で透明な高分子材料を含むイ
ンクの溶媒の、前記色変換層材料に対する溶解度パラメータが１０（ｃａｌ／ｃｍ3）1/2

以上の溶媒であることを特徴とする請求項１に記載の色変換フィルタ基板の製造方法。
【請求項３】
前記色変換層材料を含むインクの溶媒が、トルエン、キシレン、メシチレン、ナフタレン
、エチルベンゼン、メチルベンゼン、メチルエチルベンゼン、ジエチルベンゼン、トリエ
チルベンゼン、ジメチルエチルベンゼン、メチルジエチルベンゼン、テトラリンから選ば
れる少なくとも一種の溶媒を主成分とすることを特徴とする請求項１または２記載の色変
換フィルタ基板の製造方法。
【請求項４】
前記透明高分子材料を含むインクの溶媒が、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルス
ルホキシド、１－ブタノール、エチレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，２
－プロパンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、Ｎ－メチル－２
－ピロリドンから選ばれる少なくとも一種の溶媒を主成分とすることを特徴とする請求項
１または２に記載の色変換フィルタ基板の製造方法。
【請求項５】
前記色変換層材料を含むインクを塗布して色変換層を形成する方法がインクジェット法で
あることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の色変換フィルタ基板の製造
方法。
【請求項６】
前記可視光域で透明な高分子材料を含むインクを塗布して前記色変換層の保護層を形成す
る方法がインクジェット法またはスピンコーティング法であることを特徴とする請求項５
に記載の色変換フィルタ基板の製造方法。
【請求項７】
請求項１乃至６のいずれか一項に記載の色変換フィルタ基板の製造方法により製造される
色変換フィルタ基板と、基板上にバリア層で保護される有機ＥＬ素子が搭載される有機Ｅ
Ｌ素子基板とを対向して配置し、前記有機ＥＬ素子基板と前記色変換フィルタ基板とを接
着剤で固着するとともに、前記両基板の間隙に充填剤を注入する工程を有することを特徴
とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、色変換フィルタ基板に係り、特に、性能が良く高精度なパターンを低コスト
で得ることができる色変換フィルタ基板および有機ＥＬディスプレイの製造方法に関する
。
【背景技術】
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【０００２】
　有機ＥＬ素子を用いて多色発光、多色表示を実現する方法の一つとして色変換法がある
。色変換法は有機ＥＬ素子からの発光を吸収し、吸収波長と異なる波長分布の発光を行う
色変換層を、前記有機ＥＬ素子の出射面側の前面に近接配置して一体化することにより多
色を表示可能にする構造を有する。そのような色変換層としては高分子樹脂からなる層へ
蛍光色素を分散させたものが知られている。この色変換法による構造は有機ＥＬ素子を構
成する有機ＥＬ層が単色でも多色表示とすることができるため製造が容易で、安価にでき
るので、大画面の多色表示用有機ＥＬディスプレイパネルへの展開が積極的に検討されて
いる。
　また、前述した多色表示のためのパネル構成は、色変換層に、さらにカラーフィルタ層
を組み合わせることによって良好な色再現性が得られる等の特徴を有している。しかし、
発表されている色変換層で、多色での十分な変換効率を得るためには、色によって光変換
効率に差があるので、色によって色変換層の膜厚を１０μｍ程度まで厚くする必要がある
。その結果、前記有機ＥＬ素子の前面に対向して色変換層を近接配置させるためには色変
換層表面の凹凸を平滑にする技術や、色変換層から生じる水分を遮断する技術等、特殊な
技術を要するので、有機ＥＬディスプレイパネルのコストアップにつながる。
【０００３】
　このような問題点を解決する方策として、水分を含まないドライプロセスにて色変換能
を有する有機ＥＬ層を陽極、陰極間に配設して有機ＥＬ素子を形成する製造方法が挙げら
れる。この製造方法によれば、最適な色変換材料を選択できれば、水分発生の問題のない
高効率且つ薄膜（１μｍ以下）の色変換素子が実現できる。
　この製造方法を更に発展させた方法として、インクジェット法で基板上の画素周辺に形
成された隔壁（バンク層ともいう）の間に選択的に蛍光体材料を吐出し塗布して色変換層
のパターニングを形成する方法が知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－８７０６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述のインクジェット法の利点はインクの利用効率が非常に高く、色変換層の作製コス
トを抑えられる点にある。しかしながら、色変換層に含まれる蛍光色素を有機溶媒に溶解
して吐出し塗布する必要があるため、色変換層を形成した基板と、ＴＦＴ（薄膜トランジ
スタ）上に有機ＥＬ素子を搭載した有機ＥＬ素子基板とを接着剤樹脂で貼りあわせる際に
、前記色変換層が硬化前の低分子量の接着剤樹脂に接触した時点で、色変換層が接着剤樹
脂に溶出するという問題が生じる。この問題に対しては、溶出を防ぐために色変換層の表
面を覆う透明な保護層を形成することが考えられるが、同系統の有機溶媒に溶解して用い
る透明保護層では、塗布する段階で、やはり前述と同様の溶出問題が生じる。
　本発明は以上述べた点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、色変換層表面を
覆う透明保護層を形成する際と、色変換フィルタ基板と、有機ＥＬ素子を搭載した有機Ｅ
Ｌ素子基板とを貼り合せる際にも、色変換層の特性に悪影響を受けることのない色変換層
を、高精度なパターンで低コストで得ることができる色変換フィルタ基板の製造方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　透明基板上に、所定の波長域の光を透過する少なくとも２種類のカラーフィルタ層を形
成後、該カラーフィルタ層上に画素ごとに区画するようにバンク層を形成し、該バンク層
によって区画される領域上に、所定の波長の光を吸収し、吸収した光と異なる波長を含む
蛍光を出力する色変換層材料を含むインクを塗布して色変換層を形成し、該色変換層上に
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可視光域で透明な高分子材料を含むインクを塗布して前記色変換層の保護層を形成する工
程を有する色変換フィルタ基板の製造方法において、前記色変換層材料を含むインクの溶
媒が非極性溶媒であり、前記可視光域で透明な高分子材料を含むインクの溶媒が極性溶媒
である色変換フィルタ基板の製造方法とすることにより、前記本発明の目的が達成される
。
　また、前記色変換層材料を含むインクの溶媒の、前記色変換層材料に対する溶解度パラ
メータが１０（ｃａｌ／ｃｍ3）1/2未満であり、さらに前記可視光域で透明な高分子材料
を含むインクの溶媒の、前記色変換層材料に対する溶解度パラメータが１０（ｃａｌ／ｃ
ｍ3）1/2以上の溶媒である色変換フィルタ基板の製造方法とすることが好ましい。
【０００７】
　また、前記色変換層材料を含むインクの溶媒が、トルエン、キシレン、メシチレン、ナ
フタレン、エチルベンゼン、メチルベンゼン、メチルエチルベンゼン、ジエチルベンゼン
、トリエチルベンゼン、ジメチルエチルベンゼン、メチルジエチルベンゼン、テトラリン
から選ばれる少なくとも一種の溶媒を主成分とすることが好ましい。
　さらに、前記透明高分子材料を含むインクの溶媒が、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、
ジメチルスルホキシド、１－ブタノール、エチレングリコール、１，３－プロパンジオー
ル、１，２－プロパンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、Ｎ－
メチル－２－ピロリドンから選ばれる少なくとも一種の溶媒を主成分とすることも好適で
ある。
　また、前記色変換層材料を含むインクを塗布して色変換層を形成する方法がインクジェ
ット法であることが望ましい。さらにまた、前記可視光域で透明な高分子材料を含むイン
クを塗布して前記色変換層の保護層を形成する方法がインクジェット法もしくはスピンコ
ーティング法で形成することもできる。さらに、前述した色変換フィルタ基板の製造方法
により製造される色変換フィルタ基板と、基板上にバリア層で保護される有機ＥＬ素子が
搭載された有機ＥＬ素子基板とを対向して配置し、前記有機ＥＬ素子基板と前記色変換フ
ィルタ基板とを接着剤で固着するとともに、前記両基板の間隙に充填剤を注入する工程を
有する有機ＥＬディスプレイの製造方法とすることもできる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、色変換層表面を覆う透明保護層を形成する際と、色変換フィルタ基板
と、有機ＥＬ素子を搭載した有機ＥＬ素子基板とを貼り合せる際にも、色変換層の特性に
悪影響を受けることのない色変換層を、高精度なパターンで低コストで得ることができる
色変換フィルタ基板の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明にかかる色変換フィルタ基板の断面概略図である。
【図２】本発明にかかる色変換フィルタ基板を含む有機ＥＬディスプレイの断面概略図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の色変換フィルタ基板の製造方法にかかる好適な実施形態を、図面を参照
して詳細に説明する。なお、以下に示す実施形態は、本発明の単なる一例であって、本発
明の要旨を超えない限り、以下に説明する実施例の記載に限定されるものではない。以下
、本発明の色変換フィルタ基板の製造方法について説明する。
　図１に示すように、支持体たる透明基板１０上に、有機層としてブラックマトリクス４
０およびカラーフィルタ層３０（Ｒ，Ｇ，Ｂ）を配設する。ここで、本発明にかかるディ
スプレイで用いる透明基板１０は、光透過性に富み、且つ、ブラックマトリクス４０、カ
ラーフィルタ層３０（Ｒ，Ｇ，Ｂ）、および、後述する色変換層２０、有機ＥＬ素子（電
極、有機発光層等）の形成に用いられる条件（溶媒、温度等）に耐えるものを用いる。さ
らに寸法安定性に優れていることが好ましい。また、多色発光ディスプレイの性能低下を
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引き起こさないものであれば良く、例としては、ガラス、各種プラスチック、各種フィル
ム等が挙げられる。
【００１１】
　また、各カラーフィルタ層のサブピクセル間を区画するように可視域を透過しないブラ
ックマトリクス４０を配設して、コントラストの向上を図ることができる。ブラックマト
リクス４０は、通常のフラットパネルディスプレイ用の材料を用いて形成することもでき
る。
　また、本発明にかかる有機ＥＬディスプレイで用いるカラーフィルタ層３０（Ｒ，Ｇ，
Ｂ）は、前記透明基板１０上に作成される。液晶ディスプレイ等のフラットパネルディス
プレイに用いられる材料を用いて形成することができ、近年はフォトレジストに顔料を分
散させた、顔料分散型材料がよく用いられる。フラットパネルディスプレイ用のカラーフ
ィルタ層は、４００ｎｍ～５５０ｎｍの波長を透過する青色カラーフィルタ層、５００ｎ
ｍ～６００ｎｍの波長を透過する緑色カラーフィルタ層、６００ｎｍ以上の波長を透過す
る赤色カラーフィルタ層のそれぞれを配列したものが一般的である。
【００１２】
　続いて、バンク層５を形成する。バンク層５の材料としては平坦化層と同様の樹脂を用
いることができ、形成方法は塗布法を用いることができ、特に、フォトプロセスを用いる
ことが好ましい。
　バンク層５に適用可能な材料としては、光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂を、光お
よび／または熱処理して、ラジカル種、イオン種を発生させて重合または架橋させて不溶
不融化させたものが一般的である。また、光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂は、パタ
ーニングを行うために、硬化をする前は有機溶媒またはアルカリ溶液に可溶性であること
が好ましい。具体的に、光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂としては、
　（１）アクロイル基、メタクロイル基を複数有するアクリル系多官能モノマーまたはオ
リゴマーと、光または熱重合開始剤とからなる組成物膜を、光または熱処理して、光ラジ
カルまたは熱ラジカルを発生させて重合させたもの、
　（２）ポリビニル桂皮酸エステルと増感剤とからなる組成物を、光または熱処理により
二量化させて架橋したもの、
　（３）鎖状または環状オレフィンとビスアジドとからなる組成物膜を、光または熱処理
によりナイトレンを発生させて、オレフィンと架橋させたもの、ならびに
　（４）エポキシ基を有するモノマーと光酸発生剤からなる組成物膜とを、光または熱処
理により酸（カチオン）を発生させて重合させたものなどが挙げられる。
【００１３】
　特に前記（１）の光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂を用いた場合には、フォトプロ
セスのため、パターニングが可能であり、耐溶剤性、耐熱性等の信頼性の面でも好ましい
。
　その他の、光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂としては、ポリカーボネート（ＰＣ）
、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエーテルサルホン、ポリビニルブチラー
ル、ポリフェニレンエーテル、ポリアミド、ポリエーテルイミド、ノルボルネン系樹脂、
メタクリル樹脂、イソブチレン無水マレイン酸共重合樹脂、環状オレフィン系等の熱可塑
性樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、ビニルエステル
樹脂、イミド系樹脂、ウレタン系樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂等の熱硬化性樹脂ある
いは、ポリスチレン、ポリアクリロニトリル、ポリカーボネート等と３官能性もしくは４
官能性のアルコキシシランとを含むポリマーハイブリッド等が挙げられる。
【００１４】
　バンク層５の断面形状としては、ストレート型、順テーパ、逆テーパ構造等が適用でき
る。膜厚（バンク層５の高さ）は、後述する色変換材料をインクジェット塗布法で形成す
る際に、バンク層５の膜厚が薄いと液滴が画素外にあふれて混色が生じるので、混色を防
ぐために好ましくは３μｍ以上がよい。
　バンク層５の形成前に、カラーフィルタ層３０（Ｒ，Ｇ，Ｂ）を保護する目的として平
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坦化層（不図示）を形成してもよい。平坦化層は、カラーフィルタ層３０およびブラック
マトリクス４０により生じた段差が、これらの層４０、３０より上方に形成される各層の
寸法精度に悪影響を与えないようにするために形成される層である。このため、平坦化層
は、光透過性に富み、かつ、カラーフィルタ層３０（Ｒ，Ｇ，Ｂ）を劣化させることのな
い材料およびプロセスを選択して形成する必要がある。形成材料はバンク層５で用いた材
料が適用できる。膜厚は、前述の段差を平坦にすることを考慮し、２μｍ以上が好ましい
。
【００１５】
　本発明にかかる色変換層２０は、前記基板１０上に精密にインクを塗布できる湿式法、
例えばインクジェット法、ノズルコート法等にて作製する。前記基板１０には、バンク層
５の形成後、色変換層の形成領域外の表面に無機化合物から成る撥インク調整層を配設し
てあるため、インクが必要部位以外には広がらずに色変換層２０を形成することができる
。
　色変換層２０は光源からの光を吸収し、異なる波長分布の蛍光を発する機能を有する。
適用できる材料としては、溶解度パラメータ（略してＳＰ値）が１０（ｃａｌ／ｃｍ3）1

/2未満の溶媒に可溶で溶解度パラメータが１０（ｃａｌ／ｃｍ3）1/2以上の溶媒に不溶で
あるジメチルフェニルで終端したポリ［（９、９－ジオクチル－２、７－ジビニレン－フ
ルオレニル）－アルト－コ－｛２－メトキシ－５－（２－エチル－へキロキシ）－１、４
－フェニレン｝］、ジメチルフェニルで終端したポリ［（９、９－ジオクチルフルオレニ
ル－２、７－ジイル）－コ－１、４－ベンゾ－｛２－１'－３｝－チアジアゾール］、　
ジメチルフェニルで終端したポリ［（９、９－ジオクチルフルオレニル－２、７－ジイル
）－コ－（１、４－フェニレンビニレン）］、などのフルオレンコポリマー色素等あるい
は、ジメチルフェニルで終端したポリ［２－メトキシ－５－（３、７－ジメチル－オクチ
ロキシ）－１、４－フェニレンビニレン］］、籠状オリゴシルセスキオキサンで終端した
ポリ［２－メトキシ－５－（３、７－ジメチル－オクチロキシ）－１、４－フェニレンビ
ニレン］］、ジメチルフェニルで終端したポリ［２－５－ビス（３、７－ジメチル－オク
チロキシ）－１、４－フェニレンビニレン］］、ジメチルフェニルで終端したポリ［２－
メトキシ－５－（２－エチルへキシル－オキシ）－１、４－フェニレンビニレン］］、籠
状オリゴシルセスキオキサンで終端したポリ［２－メトキシ－５－（２－エチルへキシル
－オキシ）－１、４－フェニレンビニレン］］などのフェニレンビニレンコポリマー色素
等の高分子蛍光材料が使用できる。適用できる材料としては、Ａｌｑ3（トリス８－キノ
リノラトアルミニウム錯体）などのアルミキレート系色素、３－（２－ベンゾチアゾリル
）－７－ジエチルアミノクマリン（クマリン６）、３－（２－ベンゾイミダゾリル）－７
－ジエチルアミノクマリン（クマリン７）、クマリン１３５などのクマリン系色素を含む
。あるいはまた、ソルベントイエロー４３、ソルベントイエロー４４のようなナフタルイ
ミド系色素、ジエチルキナクリドン（ＤＥＱ）などのキナクリドン誘導第；４－ジシアノ
メチレン－２－メチル－６－（ｐ－ジメチルアミノスチリル）－４Ｈ－ピラン（ＤＣＭ－
１、（Ｉ））、ＤＣＭ－２（ＩＩ）、およびＤＣＪＴＢ（ＩＩＩ）などのシアニン色素；
４，４－ジフルオロ－１，３，５，７－テトラフェニル－４－ボラ－３ａ，４ａ－ジアザ
－ｓ－インダセン（ＩＶ）、ルモゲンＦレッド、ナイルレッド（Ｖ）などを含む。あるい
はまた、ローダミンＢ、ローダミン６Ｇなどのキサンテン系色素、またはピリジン１など
のピリジン系色素のような低分子系の有機蛍光色素等も溶解度パラメータが１０（ｃａｌ
／ｃｍ3）1/2未満の溶媒に可溶で溶解度パラメータが１０（ｃａｌ／ｃｍ3）1/2以上の溶
媒に不溶であれば用いることができる。また、必要に応じてこれらの色素を複数混合して
使用することもできる。青色から緑色、赤色への変換時など、波長シフト巾が広い際には
有効な手段である。
【００１６】
　インクを形成する際の溶媒としては、前記色素を溶解し後述する高分子保護層の溶媒と
異なる溶解度パラメータが１０（ｃａｌ／ｃｍ3）1/2未満の溶媒を用いることができ、単
体もしくはインクジェット装置のノズルに対する濡れ性の制御や粘度調整、あるいは塗布
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後の乾燥時間調整等のために混合溶媒として使用してもよい。
　具体的には、トルエン、キシレン、メシチレン、ナフタレン、エチルベンゼン、メチル
ベンゼン、メチルエチルベンゼン、ジエチルベンゼン、トリエチルベンゼン、ジメチルエ
チルベンゼン、メチルジエチルベンゼン、テトラリン等の芳香族炭化水素系、デカリン等
の炭化水素系があげられる。あまり溶媒の沸点が低いと、インクジェットやノズルコート
の吐出ヘッドのノズル孔が早く乾燥してしまい、吐出が不安定となってしまい飛行曲がり
などの問題が生じる。そのため、沸点は１００℃以上が好ましい。
【００１７】
　色変換層２０の塗布環境については、特に制限はないが、水分・酸素の影響を排除の必
要がある場合は不活性ガス中（例えば、窒素やアルゴンガス中）で形成することが好まし
い。インクの乾燥は、溶媒が蒸発する温度で乾燥すればよく、水分・酸素の影響を排除の
必要がある場合は前述不活性ガス中もしくは真空中で乾燥することが好ましい。本発明に
かかる色変換層２０の膜厚は、２０００ｎｍ（２μｍ）以下、好ましくは１００～２００
０ｎｍ、より好ましくは２００～１０００ｎｍの膜厚を有する。
　透明高分子保護層１５は、有機ＥＬ素子を搭載した有機ＥＬ素子基板と色変換フィルタ
基板を貼り合せる際に隙間を埋めるために用いる充填層１００から色変換層２０を保護す
るために配設される。透明高分子保護層１５がない場合には、硬化前の充填層１００に色
変換層材料が溶出してしまうというという問題が生じ、隣接画素まで蛍光色素が拡散し、
パネルの性能低下を引き起こす。
【００１８】
　形成方法は、前記基板１０上にインクを塗布できる湿式法、例えばインクジェット法、
ノズルコート法等にて形成する。また、画素毎に塗り分ける必要はないためスピンコーテ
ィング法でも形成することができる。
　透明高分子保護層１５に適用できる材料は、可視光域で透明であり少なくとも７０％以
上、好ましくは９０％以上の透過率を有していることが望ましい。また、充填層１００に
難溶であることが望ましいが、透明高分子保護層１５が充填層１００に多少溶解しても透
明材料なため隣接画素まで蛍光色素は拡散せずパネルの性能低下は引き起こさない。具体
的材料としては、ジメチルフェニルで終端したポリ［（９、９－ジ（３、３'－Ｎ、Ｎ'－
トリメチル－アンモニウム）プロピルフルコレニル－２、７－ジイル）－アルト－コ－（
９、９'－ジオクチルフルオレニル－２、７－ジイル）］ジヨード塩、ジメチルフェニル
で終端したポリ［（９、９－ジ（３、３'－Ｎ、Ｎ'－トリメチル－アンモニウム）プロピ
ルフルコレニル－２、７－ジイル）－アルト－コ－（１、４－フェニレン）］ジヨード塩
、ポリ［２－（３－チエニル）エチルオキシ－４－ブチルスルフォネエト］ナトリウム塩
、ポリエチレンジオキシチオフェン／ポリスチレンスルフォン酸水溶液もしくは極性有機
溶媒に可溶なポリエチレンジオキシチオフェン等の透明高分子材料、もしくは公知の極性
溶媒に可溶な透明高分子材料が使用できる。また、必要に応じてこれらの透明高分子材料
を複数混合して使用することもできる。
【００１９】
　インクを形成する際の溶媒としては、前記高分子材料を溶解し色変換インクの溶媒と異
なり色変換材料を溶解しない溶解度パラメータが１０（ｃａｌ／ｃｍ3）1/2以上の公知の
溶媒を用いることができ、単体もしくは、インクジェット装置のノズルに対する濡れ性の
制御や粘度調整のために混合溶媒として使用してもよい。色変換層の形成インクと同系統
の有機溶媒に溶解した透明高分子保護層１５では塗布する段階で充填層１００と同様の問
題が生じるため透明高分子保護層１５の溶媒は色変換層のインクと異なる必要性がある。
つまり、透明高分子保護層１５を塗布する段階で色変換層２０を溶解させてしまう。しか
し、色変換層形成材料が溶解しない溶解度パラメータが１０（ｃａｌ／ｃｍ3）1/2以上の
溶媒を用いることで前述の問題を解決できる。
　具体的には、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、
シクロブタノール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、並びにベンジルアルコー
ル等の１価アルコール類、エチレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，２－プ
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ロパンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、グリセリン等の多価
アルコール、メトキシエタノール、エトキシエタノール、メトキシプロピレングリコール
、ジメトキシプロパノール、メチルセロソルブ、並びにエチルセロソルブ等のアルコール
エーテル類、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ－エチルホル
ムアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルホルムアミド、Ｎ－メチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル
アセトアミド、Ｎ－エチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアセトアミド等のアミド系溶
媒、Ｎ－メチル－２－ピロリドン等の含窒素化合物、アセトニトリルなどのニトリル系溶
媒、ジメチルスルホキシドなどのオキシド系溶媒などがあげられる。
【００２０】
　あまり溶媒の沸点が低いと、インクジェットやノズルコート法を用いる場合は、吐出ヘ
ッドのノズル孔が早く乾燥してしまい、吐出が不安定となってしまい飛行曲がりなどの問
題が生じる。そのためインクジェットやノズルコート法を用いる場合は、沸点は１００℃
以上が好ましい。スピンコーティング法の場合には前記のような問題は起こらないため沸
点が１００℃以下でも問題ない。
　透明高分子保護層１５の塗布環境については、特に制限はないが、前記色変換層２０の
劣化を防ぐために水分・酸素の影響を排除する必要がある場合は不活性ガス中（例えば、
窒素やアルゴンガス中）で形成することが好ましい。インクの乾燥は、溶媒が蒸発する温
度で乾燥すればよく、水分・酸素の影響を排除の必要がある場合は前記不活性ガス中もし
くは真空中で乾燥することが好ましい。本発明にかかる透明高分子保護層１５の膜厚は、
２０００ｎｍ（２μｍ）以下、好ましくは１００～２０００ｎｍ、より好ましくは２００
～１０００ｎｍの膜厚を有する。
【００２１】
　以下、トップエミッション型の有機ＥＬディスプレイを図２を参照して説明する。基板
１１０上に反射電極５０、有機ＥＬ層６０および透明電極７０をこの順に積層して搭載す
る有機ＥＬ素子基板を形成する。基板１１０は、透明であっても不透明であってもよく、
ガラス、シリコン、セラミック、各種プラスチック、各種フィルムなどを用いて形成する
ことができる。基板１１０の表面と有機ＥＬ素子の間に、図示しない複数のスイッチング
素子を設けてもよい。複数のスイッチング素子は、たとえばＴＦＴ（薄膜トランジスタ）
、ＭＩＭ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ　Ｍｅｔａｌキャパシタ）など当該技術にお
いて知られている任意の素子であってもよい。この場合、基板１１０の表面上に、複数の
スイッチング素子に接続するための配線、駆動回路などをさらに設ける必要がある。
　反射電極５０は、高反射率の金属、アモルファス合金、微結晶性合金を用いて形成され
ることが好ましく、複数のスイッチング素子に対応して絶縁膜（不図示）を介して有機Ｅ
Ｌ層６０とスイッチング素子との間に配設される複数の部分電極膜から構成される。高反
射率の金属はＡｌ、Ａｇ、Ｍｏ、Ｗ、Ｎｉ、Ｃｒなどから選ばれるいずれかの金属を主成
分とする。高反射率のアモルファス合金は、ＮｉＰ、ＮｉＢ、ＣｒＰおよびＣｒＢなどな
どから選ばれるいずれかの合金を主成分とする。高反射率の微結晶性合金は、ＮｉＡｌな
どを主成分とする。前述の説明では反射電極５０を陽極として用いたが、逆にして陰極と
して用いてもよい。反射電極５０を陰極として用いる場合には、反射電極５０と有機ＥＬ
層６０との界面に、陰極バッファ層を設けて有機ＥＬ層６０に対する電子注入の効率を向
上させることが好ましい。あるいはまた、前述の高反射率金属、アモルファス合金または
微結晶性合金に対して、仕事関数が小さい材料であるリチウム、ナトリウム、カリウムな
どのアルカリ金属、カルシウム、マグネシウム、ストロンチウムなどのアルカリ土類金属
を添加して合金化し、電子注入効率を向上させることができる。
【００２２】
　一方、反射電極５０を陽極として用いる場合には、反射電極５０と有機ＥＬ層６０との
界面に、導電性透明金属酸化物の層を設けて有機ＥＬ層６０に対する正孔注入の効率を向
上させてもよい。反射電極５０は、用いる材料に依存して、蒸着、スパッタ、イオンプレ
ーティング、レーザーアブレーションなどの当該技術において知られている任意の手段を
用いて形成することができる。全面に形成した電極膜を複数の部分電極膜へパターン化す
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る方法は、フォトリソグラフィ法などの当該技術において知られている任意の方法を用い
て実施することができる。
　反射電極５０上面に有機ＥＬ層６０を配設する。本発明にかかる色変換フィルタ基板を
含む有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、有機ＥＬ層６０は、少なくとも有機発光層を
含み、必要に応じて正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層および／または電子注入層を介
在させた構造を有する。具体的には、有機ＥＬ素子には下記のような層構造からなるもの
が採用される。
【００２３】
　（１）陽極／有機発光層／陰極
　（２）陽極／正孔注入層／有機発光層／陰極
　（３）陽極／有機発光層／電子注入層／陰極
　（４）陽極／正孔注入層／有機発光層／電子注入層／陰極
　（５）陽極／正孔輸送層／有機発光層／電子注入層／陰極
　（６）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子注入層／陰極
　（７）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
　有機ＥＬ層６０を構成する各層は、当該技術において知られている任意の材料を使用し
て形成される。たとえば、青色から青緑色の発光を得るための有機発光層の材料としては
、例えばベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系、ベンゾオキサゾール系などの蛍光
増白剤、金属キレート化オキソニウム化合物、スチリルベンゼン系化合物、芳香族ジメチ
リディン系化合物などの材料が好ましく使用される。また、必要に応じて、有機発光層の
発光色は白色であってもよい。その場合は公知の赤ドーパントが使用される。また、有機
ＥＬ層６０を構成する各層は、蒸着法などの当該技術において知られている任意の方法を
用いて形成することができる。
【００２４】
　有機ＥＬ層６０上面に透明電極７０を配設する。透明電極７０は、ＩＴＯ（酸化インジ
ウムスズ）、酸化スズ、酸化インジウム、ＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）、酸化亜鉛、亜
鉛－アルミニウム酸化物、亜鉛－ガリウム酸化物、またはこれらの酸化物に対してＦ（フ
ッ素）、Ｓｂ（アンチモン）などのドーパントを添加した導電性透明金属酸化物を用いて
形成することができる。透明電極７０は、蒸着法、スパッタ法、対向スパッタ法または化
学気相堆積（ＣＶＤ）法を用いて形成される。好ましくは対向スパッタ法を用いて形成さ
れる。透明電極７０は、陽極であっても陰極であってもよい。透明電極７０を陰極として
使用する場合には、透明電極７０と有機ＥＬ層６０との間に前記陰極バッファ層を設けて
、電子注入効率を向上させてもよい。陰極バッファ層は、Ｌｉ、Ｎａ、ＫまたはＣｓなど
のアルカリ金属、ＢａまたはＳｒなどのアルカリ土類金属、希土類金属、それら金属を含
む合金、あるいはそれら金属のフッ化物などから形成することができる。透明性を確保す
る観点から、陰極バッファ層の膜厚を１０ｎｍ以下とすることが望ましい。透明電極７０
は、一体型の共通電極である。
【００２５】
　有機ＥＬ素子を覆うバリア層８０が形成される。バリア層８０は、電気絶縁性を有し、
ガスおよび有機溶剤に対するバリア性を有し、かつ可視域における透明性に富む材料（４
００～７００ｎｍの範囲で透過率５０％以上、より好ましくは透過率７０％以上）を使用
して形成することができる。用いることができる材料は、たとえば、ＳｉＯx、ＡｌＯx、
ＴｉＯx、ＴａＯx、ＺｎＯxなどの無機酸化物、ＳｉＮxなどの無機窒化物、およびＳｉＮ

xＯyなどの無機酸化窒化物を含む。バリア層８０は、スパッタ法、ＣＶＤ法、真空蒸着法
などの当該技術において知られている任意の手法により形成することができる。望ましく
は、良好なカバレッジを有するＣＶＤ法を用いて形成される。
　有機ＥＬ素子およびバリア層８０を形成した有機ＥＬ素子基板と色変換フィルタ基板と
を、透明高分子保護層１５とバリア層８０とが対向する状態で組み合わせることによって
、トップエミッション型の有機ＥＬディスプレイが得られる。有機ＥＬ素子基板と色変換
フィルタ基板との組み合わせは、たとえば、色変換フィルタ基板または有機ＥＬ素子基板
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の周縁部に設けられた接着層９０を用いて、色変換フィルタ基板と有機ＥＬ素子基板とを
接着することによって得られる。接着層９０は、たとえばＵＶ硬化性接着剤などの当該技
術において知られている任意の材料を用いて作製することができる。
【００２６】
　本工程においては、色変換フィルタ基板と有機ＥＬ素子基板、および接着層によって確
定される内部空間に充填層１００として充填剤を充填する。充填層１００は、光取り出し
効率を向上させるという観点からバリア層８０と同等以上の屈折率を有する透明な樹脂材
料であることが望ましい。バリア層８０をＳｉＮxなどの無機窒化物、無機酸化窒化物で
形成する場合には、１．６～１．７以上の屈折率を有する透明樹脂材料を用いることが望
ましい。
　以上の方法によって、アクティブマトリクス駆動のトップエミッション型の有機ＥＬデ
ィスプレイを得ることができる。あるいは、また、有機ＥＬ素子基板に複数のスイッチン
グ素子を設けず、透明電極（陰極）を一方向に延びるストライプ形状の複数の部分電極で
構成し、陽極となる反射電極５０を、前記第２の方向と交差する他の方向に延びるストラ
イプ形状の複数の部分電極で構成することによって、パッシブマトリクス駆動のトップエ
ミッション型の有機ＥＬディスプレイも得ることができる。
【実施例】
【００２７】
（実施例１）
色変換フィルタ基板の具体的な材料、構成について説明する。
　２００ｍｍ×２００ｍｍ×０．７ｍｍ厚の１７３７ガラス（コーニング社製）上に、ブ
ラックマトリクス（ＣＫ－７００１：富士フィルムエレクトロニクスマテリアルズ製）、
赤色カラーフィルタ３０Ｒ（ＣＲ－７００１：富士フィルムエレクトロニクスマテリアル
ズ製）、緑色カラーフィルタ３０Ｇ（ＣＧ－７００１：富士フィルムエレクトロニクスマ
テリアルズ製）、青色カラーフィルタ３０Ｂ（ＣＢ－７００１：富士フィルムエレクトロ
ニクスマテリアルズ製）を用い、フォトリソグラフィ法にてカラーフィルタ層３０（Ｒ、
Ｇ、Ｂ）を形成する。各層の膜厚はそれぞれ１μｍである。作製したブラックマトリクス
４０に囲まれる矩形状開口部のそれぞれ（サブピクセルに相当する）は、長さ方向１３１
μｍ×幅方向３７μｍを有し、隣接する矩形状開口部間の間隔は長さ方向および幅方向の
いずれも１０μｍであった。カラーフィルタ層３０（Ｒ、Ｇ、Ｂ）は長さ方向に延びる複
数のストライプ形状部分になるように形成した。また、複数のストライプ形状部分のそれ
ぞれは、４７μｍの幅を有し、８４μｍの間隔で配置された。
【００２８】
　続いて、ブラックマトリクス４０上に、感光性のアクリルポリマーを用いフォトリソグ
ラフィ法でブラックマトリクスと同じストライプ状のパターンで逆テーパ形状のバンク層
を形成した。膜厚は３μｍとした。
　続いて、テトラリン１０００重量部、ジメチルフェニルで終端したポリ［（９、９－ジ
オクチル－２、７－ジビニレン－フルオレニル）－アルト－コ－｛２－メトキシ－５－（
２－エチル－へキロキシ）－１、４－フェニレン｝］５０重量部のインクを調整し、イン
クジェット装置（ＵｎｉＪｅｔ製ＵＪ２００）を用い、マルチノズルにより１画素につき
３滴（１滴：約１４ｐｌ）滴下し、窒素雰囲気中で膜厚５００ｎｍの緑色色変換層２０Ｇ
を作成した。インクの乾燥は、窒素雰囲気を破ることなく、温度１００℃で行った。
　続いて、テトラリン１０００重量部、ジメチルフェニルで終端したポリ［２－メトキシ
－５－（２－エチルへキシル－オキシ）－１、４－フェニレンビニレン］］５０重量部の
インクを調整し、インクジェット装置（ＵｎｉＪｅｔ製ＵＪ２００）を用い、マルチノズ
ルにより１画素につき３滴（１滴：約１４ｐｌ）滴下し、窒素雰囲気中で膜厚５００ｎｍ
の赤色色変換層２０Ｒを作成した。インクの乾燥は、窒素雰囲気を破ることなく、温度１
００℃で行った。
【００２９】
　続いて、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド１０００重量部、ジメチルフェニルで終端した
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ポリ［（９、９－ジ（３、３'－Ｎ、Ｎ'－トリメチル－アンモニウム）プロピルフルコレ
ニル－２、７－ジイル）－アルト－コ－（１、４－フェニレン）］ジヨード塩５０重量部
のインクを調整し、インクジェット装置（ＵｎｉＪｅｔ製ＵＪ２００）を用い、マルチノ
ズルにより１画素につき３滴（１滴：約１４ｐｌ）滴下し、Ｒ画素、Ｇ画素の各領域上に
窒素雰囲気中で膜厚５００ｎｍの透明高分子保護層１５を作成した。インクの乾燥は、窒
素雰囲気を破ることなく、温度１００℃で行った。
　有機ＥＬ素子の具体的な材料、構成について図２を参照して説明する。
　２００ｍｍ×２００ｍｍ×厚さ０．７ｍｍの無アルカリガラス（イーグル２０００：コ
ーニング社）１１０上に、複数のパネル分のＴＦＴ（薄膜トランジスタ）と、ＴＦＴを覆
う膜厚３μｍの平坦化樹脂層とが形成されたＴＦＴ基板を準備した（図示せず）。このＴ
ＦＴ基板の平坦化樹脂層上に、スパッタ法を用いて膜厚約３００ｎｍのＳｉＯ2からなる
パッシベーション層（図示せず）を成膜した。次いで、ドライエッチングを用いて平坦化
樹脂層およびパッシベーション層に、前記ＴＦＴの電極端子（図示せず）を、上に搭載さ
れる有機ＥＬ素子の陽極電極を構成するＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）膜（図示せず）お
よび反射電極に接続するためのコンタクトホール（図示せず）を形成した。
【００３０】
　次に、ＲＦ－プレーナマグネトロンスパッタ装置を用いて、膜厚約５０ｎｍのＩＺＯを
成膜した（図示せず）。スパッタガスとしてＡｒを使用した。レジスト（ＯＦＲＰ－８０
０：東京応化製）を用いたフォトリソグラフィ法によってＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）
膜をパターニングし、サブピクセル毎に島状に分離したＩＺＯ下地層を形成した。ＩＺＯ
下地層の島状部のそれぞれを、コンタクトホールを介してＴＦＴと１対１で接続した。次
いで、スパッタ法を用いて膜厚１００ｎｍのＡｇ膜を形成し、引き続いて同様のパターニ
ングを実施して、複数の島状部分からなる反射電極（Ａｇ膜）５０を形成した。島状部分
のそれぞれは、長さ方向約１３１μｍ×幅方向約３７μｍの寸法を有し、および、長さ方
向約１４１μｍ、幅方向４７μｍのピッチで配置された。そして、反射電極上に、ノボラ
ック系樹脂をスピンコート法で塗布し、フォトリソグラフィ法によってパターニングを実
施して、発光部に相当する位置に開口部を有する膜厚１μｍの有機絶縁膜（不図示）を形
成した。
【００３１】
　次いで、反射電極５０を形成したガラス基板を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、反射電極
５０上に膜厚約１．５ｎｍのＬｉを堆積させて、陰極バッファ層（図示せず）を得た。続
いて、真空槽内圧力を１×１０-4Ｐａに減圧し、膜厚約２０ｎｍのＡｌｑ3からなる電子
輸送層、膜厚約３０ｎｍのＤＰＶＢｉからなる有機発光層、膜厚約１０ｎｍのα－ＮＰＤ
からなる正孔輸送層、および膜厚約１００ｎｍのＣｕＰｃからなる正孔注入層を順次成膜
して、有機ＥＬ層６０を得た。各層の成膜速度は０．１ｎｍ／ｓであった。さらに、有機
ＥＬ層６０上に、膜厚約５ｎｍのＭｇＡｇからなるダメージ緩和層（図示せず）を成膜し
た。
　引き続いて、ダメージ緩和層を形成したガラス基板を、真空を破ることなしに対向スパ
ッタ装置に移動させ、表示部に対応する位置に開口部を設けたメタルマスクを介して、膜
厚約１００ｎｍのＩＺＯ膜を堆積させ、透明電極（陰極）７０を得た。さらに、透明電極
７０を形成したガラス基板を、真空を破ることなしにＣＶＤ装置に移動させ、膜厚約２μ
ｍのＳｉＮｘを堆積させ、バリア層８０を形成し、有機ＥＬ素子基板を得た。
（有機ＥＬディスプレイ）
　前述のように得られた有機ＥＬ素子基板および色変換フィルタ基板を、酸素５ｐｐｍ、
水分５ｐｐｍ以下の環境に保たれた貼り合せ装置内に移動させた。そして、色変換フィル
タ基板のプロセス面（透明高分子保護層１５を形成した面）を上に向けてセットし、ディ
スペンサを用いて、複数のパネル領域のそれぞれの外周にエポキシ系紫外線硬化接着剤を
切れ目無く塗布して、接着層９０を形成した。引き続いて、各画面中央付近に、充填剤と
して、所定量の熱硬化型エポキシ接着剤（屈折率１．５８）をメカニカルバルブにて滴下
した。



(12) JP 2010-282916 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

【００３２】
　次に、有機ＥＬ素子基板のプロセス面（バリア層を形成した面）を色変換フィルタ基板
のプロセス面に対向させた状態で、有機ＥＬ素子基板をセットした。貼り合わせ装置内を
約１０Ｐａまで減圧し、有機ＥＬ素子基板および色変換フィルタ基板を約３０μｍまで接
近させ、それらの画素位置をアライメントし、引き続いて貼り合わせ装置内を大気圧に戻
しつつ僅かに荷重を印加した。このとき、有機ＥＬ素子基板および色変換フィルタ基板は
互いに向かって接近し、色変換フィルタ基板上のフォトスペーサ先端が有機ＥＬ素子基板
に接触する点で停止した。この際、各画面中央に滴下した熱硬化型エポキシ接着剤は充填
層１００として、フォトスペーサによって形成される有機ＥＬ素子基板および色変換フィ
ルタ基板の間隙を、各画面の全面にわたって広がった。
　次に、色変換フィルタ基板側から接着層９０のみに紫外線を照射して仮硬化させ、通常
の室内環境に取り出した。その後、自動ガラススクライバーとブレイク装置を使って個々
のパネルに分割した。分割した個々のパネルを、１時間にわたって加熱炉にて８０℃に加
熱し、炉内で３０分間自然冷却した。
【００３３】
　最後に、ドライエッチングを用いて、前記パネルを構成する有機ＥＬ素子基板の外部接
続のための端子領域に形成したバリア層を除去し、異方導電性接着剤を用いて制御ＩＣを
接着して、有機ＥＬディスプレイを得た。
（比較例１）
　前記透明高分子保護層１５を形成しなかった以外は実施例１と同様に形成した。
（比較例２）
　前記透明高分子保護層１５のインク溶媒を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドに代えて、
インクの溶媒と同じく、溶解度パラメータが１０（ｃａｌ／ｃｍ3）1/2未満であるテトラ
リンを用いた以外は実施例１と同様に形成した。
（評価）
　前記実施例１と前記比較例１、２で得られた有機ＥＬディスプレイを電流量一定にして
駆動し、その際の各色の初期輝度（比較例１の輝度を１００とした相対値）及び初期色度
を表１に示す。
【００３４】
【表１】

　表１より、透明高分子保護層１５を用いない比較例１および透明高分子保護層１５を用
いた場合でも、溶解度パラメータが１０（ｃａｌ／ｃｍ3）1/2未満であり、インクの溶媒
と同様の溶解性を有する比較例２の有機ＥＬディスプレイは、色変換層の溶出による初期
輝度および初期色度の低下（実施例１との比較から）が見られることが分かる。
　以上説明したように、本発明の色変換フィルタ基板の製造方法によれば、色変換材料イ
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に透明高分子保護層を形成する際、及び有機ＥＬ素子を形成した有機ＥＬ素子基板と前記
色変換フィルタ基板とを貼り合せる際に、色変換フィルタ基板の特性に悪影響を及ぼすこ
となく高精細な色変換フィルタ基板及び有機ＥＬディスプレイを低コストで形成できる。
【符号の説明】
【００３５】
１０　　透明基板
４０　　ブラックマトリクス
３０Ｒ　赤色カラーフィルタ
３０Ｇ　緑色カラーフィルタ
３０Ｂ　青色カラーフィルタ
２０Ｒ　赤色色変換層
２０Ｇ　緑色色変換層
５　　　バンク層
１５　　透明高分子保護層
１１０　基板
５０　　反射電極
６０　　有機ＥＬ層
７０　　透明電極
８０　　バリア層
９０　　接着層
１００　充填層
                                                                                

【図１】

【図２】
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摘要(译)

解决的问题：当在颜色转换层的表面上形成透明保护层时以及接合安装
有有机EL元件的有机EL元件基板时，提供高精度的图案而不会对颜色转
换层的特性造成不利影响。 提供一种用于制造彩色转换滤光片基板的方
法，其可以低成本获得彩色滤光片。 解决方案：在透明基板10上形成至
少两种类型的滤色器层30和堤层5，以便为每个像素分隔，并且将包含颜
色转换层材料的墨水进一步施加到颜色转换层20。 在用于制造颜色转换
滤光器基板的方法中，该方法包括通过在颜色转换层20上形成包含在可
见光区域中透明的聚合物材料的墨水来形成颜色转换层20的保护层15， 
彩色转换滤光片基板的制造方法是，使含有颜色转换层材料的油墨的溶
剂为非极性溶剂，且使在可见光区域内透明的高分子材料的油墨的溶剂
为极性溶剂。 [选型图]图1 [一般授权书] 0704885
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